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１．はじめに 

大気圧プラズマを用いた金属・半導体・絶縁体

などの表面改質や表面加工の研究が注目されて

いる。 

私たちは、これまでに大気圧アルゴン(Ar)プラ

ズマジェットを用いて、石英ガラスやシリコンな

どに Ar プラズマジェットを 5 秒間照射すると、

表面の親水性が向上し、超親水状態へ改質可能で

あることを報告した [1, 2]。 

本発表では、この Ar プラズマジェットをアル

ミニウム(Al)に照射した場合、プラズマ発生時の

印加電圧の高低により、Alの表面改質が可能とな

ったり表面のエッチングが可能となったりする

ことを報告する。 

 

２．実験 

Ar プラズマジェットは、ロジー製高電圧電源 

LHV-10AC を用いて周波数 10 kHz、Arガス流量

10 L/分間で発生させた。印加電圧が 4kVでは 60

秒間、10 kVでは5秒間Al薄膜へ照射した (Fig. 1)。

照射距離は2 mmとした。Alは真空蒸着によりガ

ラス基板上に蒸着した。親水性の評価には協和界

面科学製接触角計CA-Vを、Alの表面状態の評価

にはKEYENCE製レーザー顕微鏡VK-X200を用

いた。 

 

３．結果と考察 

Fig. 2に接触角測定の結果を示す。印加電圧4 kV

で照射されたAl表面は、水の接触角が7°となり

超親水状態となることがわかった。 

Fig. 3に印加電圧10 kVで照射されたAl薄膜の

写真を示す。プラズマ照射により直径約8 mmの

リング状に Al がエッチングされることがわかっ

た。レーザー顕微鏡観察の結果(Fig. 4)から、Al薄

膜の厚さは約350 μmであり、この時のエッチン

グレートは約 700 nm/秒間と高速であることがわ

かった。 
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Fig. 1  Photograph of plasma jet irradiated onto Al thin 

film (a) Applied voltage of 4 kV and (b) 10 kV. 

 

 

  
Fig. 2  Photographs of a water drop on an Al surface 

before irradiation at 4 kV (a) and after irradiation (b).  

 

 

 

 

 
Fig. 3  Photograph of Al thin film obtained after 

plasma jet irradiation at 10 kV. 

 

 

 
Fig. 4  3D laser microscopy image and 

cross-sectional image of Al thin film obtained after 

plasma jet irradiation at 10 kV. 
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